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磁気スキルミオンは Dzyaloshinskii-Moriya 相互作用 1,2)に起因して強磁性体に発現する新規磁区

構造である。磁気スキルミオンはトポロジカルに安定なことに加え、極めて低い電流密度で駆動

可能 3-5)であることから、不揮発性磁気メモリなど低消費電力デバイスへの応用が提案されている。

当初磁気スキルミオンはバルク材料において発見されたが、近年、強磁性ヘテロ接合においても

室温でスキルミオンの生成・制御が報告された 6,7)。ヘテロ接合の場合、現行のスピントロニクス

技術と融合可能という点で、デバイス応用には極めて有効である。 

本講演では、強磁性ヘテロ接合における磁気スキルミオンの電気的操作について講演を行う。

現在スキルミオンが観測される代表的なヘテロ接合としては、Coベース、CoFeBベースのヘテロ

接合の二つが挙げられる。これら二つの材料系において、スキルミオンの生成過程・および電流

駆動過程が大きく異なる点について紹介する 8)。Coベースのヘテロ接合における電流による非平

衡・非局所蓄積 9-10)、CoFeB ベースのヘテロ接合におけるスキルミオンの生成条件と電圧による

スキルミオン制御 11)についても合わせて紹介したい。 
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